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Tak powstaty rodnik allilowy jest mniej akeoywny
i/ lub wykazuje mnigjsrs tendencje do inicjowania no-
wego fasicucha pelimerowego z powodu zdolnesal rod-
nika do stabilizaci rezonansowej:

HaC=Cll= ClH= R o== ]ng..'— CEH=EH-R 121

Stad, rodntkt allilowe ulega@ terminacy w reakej:
miedzy soba lub z rosngever rodnikiem lancucha.
Udwial terminacii na drodse preeniesienia lancucha do
monomery jest wickszy niz udzial propagacii [87], a za-
temn takie przeniesienie tafcucha na monomer ogranicza
kinetverny jego werost [B4] Homopolimeryzacia rodni-
kowa monomerdw allilowsych zachodzi wige 2 mala
=zvhkosclq, dajac proglukty o malym ¢
kowwwm.

Majszerze] polimervzacie zwiazkdw allilovwych oma-
wia w publikacii preepladowe] Matsumaoto [83]. Onisuje
an m.in. mezliwesc kepolimervzacil monomeraw allilo-
wyeh oraz cyklopolimeryzacii monomerdw zawierajy-
Pomi-

l.l‘.fﬂ]'.f{" crastece-

cveh wigee] niz dwie grupy allilowe w czasteczce
ma matej seyblkosel hcmm polimeryzacj monomerdw al-
lilowyeh oraz tworzenia sic produktdsw homopolimery-
zacj o malym cigkarze czasteczkowym, monomery te sa
r"fq=:tn UZVWARE W Tedkcl I:L-:‘].J-Z?JiIlH"T‘,’YJ('ji Z maonpmera-
mi akceptorowvimi, jak ma to miejsce w przy padku svn-
tegy nienasvoonych 2vavic poliestrowych [88, 8%

Rokick: i
conyen eterdww {allilowego, metallilowego [ krotylowe-
gol w kempozyeiach lakierniczych, powierzchnia filmu
jest lepie] usieciowana niz w preyvpadku Klasye
nasycong] 2ywicy poliestrowe] zawierajace] stvrem, ktara
ulega inhibicji tlenewej, B-Nicnasyeone etery maja lalwo
utleniajgey sig atom wegla o, dzicki ceemu Zyvwice za-
wierajqoe te ctery moga bvd uivte w kompozvejach la-
kierdw schinacych na powietrzu, Najezescie chery allilo-
we 53 dodawane do kempezyveli lakierniczych w postact
reaktywnych rorcienczalnikow, bad? sg wprowadzane
do latcucha poliestrowego podezas poliestryfikaci
W ocelu uzyskania dobryeh wiadciwoda usleclowanego
lilmu preyvoajmnie) trey grupy allilowe musza byd obec-
ne w czasteczee poliestry, bad2 zawartosc cteru allilowe-
go w kompoeyel lakiernicze] powinna byd wicksza ni
40 2. Katalizatorem preyspleszajacyvim reakog kopoli-
meryzacy wolnorodnikewej jest sél kobaltulll) [85] Jak
wykazali Johansson { Hult [91, 92] w kopolimeryzacii
wiolnorodnikowe] stvrenu § estriw maleinowych prays-
pieszanie reakci jest spowodowane homolitveznym roz-
kladem utworzonych nadtlenkéw, prowadzac do rodni-
kowe alkoksy, ktore 53 bardzig) reakbvvne od rodnikow
peroksy.

Rokicki 1 Szvmarnska [87] zbadali wplyw struktury
eterdw allilowyeh whudowanveh do ladcuchdw niena-
syeenveh poliestrow na wiasciwoia powlok olrzyma-
nyveh wowyniku foteinicjowanc] kopolimeryzaci eterdw
allilowych z estrami kwasu fumarowego, Rozpatrywa-
no uklady, w ktdrych etery allilowe wprowadzano do

in [90] wvkarali, 7o w obecnosct [F-nienasy-

Zne] nie-
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fatcuchdw poliestrowych jako krotkic tancuchy bocene,
badz jako dluzsze lancuchy borzne, badz jako geminal-
ne gropy Z-alliloksymetylowe, koficowe grupy tris{alli-
loksymetyloimetylowe | grupy 1,4-dioksy-2-butenowe.
Wszystkic te uklady zawieraly ok. 15 % ugrupowan ete-
row allilowych niezaleznie od struktury chemiczne,
gadvz zyvwice o duze] zawartodcl cterowyeh arup allilo-
wyeh 53 niestabilne podezas syntezy | WY WaTIA
woatmosferze powietrza. Stad ez dodatek inhibitora
(hydrochinon) musi byd wickszy (do 0,2 %) niz w przy
padku klasycznych nienasyeonvel svivic policstrowyeh
(UP — wnsaturated poly

przech

- restn), a lch synieze 1 'I|c‘/".

prowadzic w temp. <190 "C.
Checnosd monomeraw elektronoakceptorowych (es-

trine fumarowych) w zyvwicy utabwia folopolimeryzacie
z udzialem rodnikéw allilowveh w pordwnaniu z homao-
polimeryvzaciy pray uzyvciv cterdw allilowych. Zdalnosé
rodnikow monomerdw fumarowyeh do oderwania wa-
doru allilowsega jest mala, stad reakeja preen
ystyezna dla zwigzkdw z ugrupowa-
niem allilowym jest znacznie pgraniczona, Wieksza
twardosd powtok usieciowanych w

wesienia fan-
cucha cha "n.l'\tl.
abecnnicl powictrza
% uzyriem foloiniciatordw otrzymuje sie w przvpadku
UP z wprowadzonymi do czasteczk! poliestru monome-
rami wielofunkeyinveh eterdw allilowych jake grupy
koficowe lub boczne grupy geminalne. Stopien usiecio-
wanta tych Ll:-l.ﬁ-.:-hm{*mw pod 1-.p“ werm [.1\:--.'- letrea Tod-
nie, a obecnodé naftenianu kobaltu(ll) 3 usvcie
mnigjsze] lodcl fotomicjatora w celu nl‘:/.}-'n'um'nn powlok
o duzej twardosel (schemat Al

Monomery allilowe 53 rdwniez wprowadzane do uk-
ladéw lakierniczych w postact reaktywnvch roxciciczal-
nikowe Deialanie reaktvwnych rozcieiczalnikaw jest po-
debne do mechanizmu sieciowania oksvdatvwnego sys-
termdwe alkidowyeh, bz, 2yvivic schrgeveh na powietrau,
gdzic atom wodoru grupy metylenowe
wany | tworzy stabilny rodnik. Rodnik ten reaguje nas-
tepuic = tlenem 2 powictrza, a na skutek dalseyeh re-
kombinacii rodnikdw tworza sie wiazania migdey lan-
cuchami, czvli nastepuje usieciowanie (schemat B) [90
93—57],

Zabel iin, [93] sbwierdzili, e wprowadzenie reaktyw-
nych rozcichczalnikdw do farb alkidowyeh wymaga
obecnoscl w tveh rozcienczalnikach micjsc reakbvivnveh;
ktore bylyby odpowiedzialne zardwno za inigowanie,
jak I za reakoje sieciowania, Rodzal tveh reaktywnych
migjsc oraz ich ilesé decvduj zatem o dlugoécd lanicucha,
rodzaju polaczen sieciujacveh oraz o whasciwodciach
otrzymaneg; powloki. Cenlrum akivwnvm w pravpadku
zwizzkaw allilowveh sa grupy metylenowe aktvivowane
przez olbecne wsgsiedrbwic wigzanic podwijne.

Mowe reakivine rozcienczalniki tor maleinian diok-
tadienylowy [wzor (VIID], fumaran dicktadienvlowy
[ezdir (IX)]§ |"1.It’:-ZE:\'I'I'.El:‘I tricktadienvlowy [wazdr X1

Jako reaktyvwny rosoenczalnik, edpowiedsialoy za
osiagnigcie zadane] lepkoscl ukladu w reakeji otrzymy-
wania nowyvch kopolimerdw epoksy-nienasveonyeh 2y-

i].{"nl il [

jest latwro nd e
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Schemat A, Fotopolimeryzacii
estrdw furmarotyclt 2 udziafen
rovdnikdw alltlowych w obecnosci

naftenian sobalfu (I} Q 0
Scheme A Fhotopolymerization \\\ ,E‘—U-w
of fumaric esters with allyl radi- HL

cals i e presence of cobali(ll) oot (Trc{r

naphthenale t'ﬁ

R-R
Bl JRUROUVRCOT A NN
R-O-0-R Il
0.7
f
/\;/\\_(\ rodnik peroksy
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Schemat B, Ohsydntywie sieciowanie Syivic schigoyel 1a po-
wictrzu
Scheme B. Oxidat

e

cring of the aiv-drica resing

wig poliestrovwych, uivto eteru diallilowego glikolu di-
bromoneopentylowego. W Zywicach tych dzigki obec-
nogei monomerdw allilowych zostaje ograniczona inhi-
bicja tlenowa, zwlaszcza podezas sieciowania cienkich
warstw [98—102]

Etery allilowe, wedlug Bevingtona [103], wykazuja
zdolnesd inicjowania polimeryzaci rodnikowej. Wiasci-
wosct inigjatora wykazuwe np. eter allilowo-2-hydroksy-
etylowy w polimeryzacji rodnikowej metakrylanu mety-
lu, stvrenu 1 akrylonitrylu w temp. 80 “C. Inicjowanie

S

RH
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o C= = CH=CH et MW, ST Cl,
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e = CHa— CH= CHy | - w3 CH= CH=CHs

T
(1= CH= CH=CHs
0
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zachodzi tu pod wplywem zwiazkdw nadtlenkowych
tworzacych sie z eterdw w wyniku auteoksvdac [104].

Monomery allilowe s3 jednym # najezgscie] stosowa-
nych skladnikéw kompozyejl powlokowych. Badane
przez Palfinée i in, [105] bezwonne kompozveje lakiero-
we odznaczaly sie duza twardoscia powlok i brakiem
inhibicji tlenowe] w procesie polimervzacji. Gléwnvmi
skladnikami tych kompozvejt byvly nienasveone polies-
try, kbdre zawieraly grupy allilowe niewrazlivwe na obec-
nosé tlenu. Wykazano, Ze omawiane poliestry mogly by¢
stosowane zardwno same, jak {w polaczeniu z innymi
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Powyisze zalety weglandw czvnig jo zwigzkami at-
rakevinvimi do zastosowan w dentystyee. Jest ona jedna
z wiclu drziedzin wykeorzystujacyeh folopolimervezacje
jako metode utwardzania, w ktare) inhibicja tlenowa
wvwoluie mepozgdane skutki, Najsrerze] stosowanymi
stomatologicznymi materialami rekonstrukcyinvmi sa
materialy kompozvtowe, Podstawowvm ich skladni-
kiem sest spoibwo organicrne bedgee kompozycja mone-
merdw metakrvlanowyeh, Pozostate skladnik! stanowia
wypelniacze nieorganiczne lub arganiczno-niecrganics-
ne, vktad fotoiniciuigey, vraz dodatki stabilizujace
[124-139].

Obecnie najpowszechnieg) stesowanym monomerem
metakrvlanowym stosowanvm w stomatologii jest Bise
-GMA, czyli 2,2-bis[4-(2-hydroksy-3-metakryloksypro-
poksvifenylelpropan Gwzdr XITT).

iy CHx .
s . b SN BTy
."|:~|'..'—'l - = L] (_“: CH L.H: 8] L = {{‘ o—L)
| W i il
[ {11 = @Hy ¥

ke MONGMery rozcienczajioe, 1.\-'}31'{71.*.-:|le1111£.* Wooe-
lu zapewnicnia odpowiedniej lepkodcl ukladu z Bis-
-GMA, jak rowniez w celu umozliwienia wprowadzenia
odpowicdnief ilodcl napelniacza, stosowane s dimeta-
krylany glikoli poli{oksyetylenowych):

[ 5 LCH;

[} i Y
Hat= (- - O CHa— CHy- 0% C-0=Cll, (XIV)
i

il
i &

gdzieen =12 lub3

Materialy dentyslyczne zawierajqee Bis-GMA maja
clobre wlaseiwodct mechaniczne © sa latwo ubwardzalne
wowyniku naswictlania swiatlem wideialnym, Niestety
ich wady jest niedotwardzanie w warstwach powierzch-
niowych, co spowodowane jest inhibicja tlenowa
40—144]. Zewzgledu na wysoka ceng @ malg efekbyw-
nose stosowanyeh powtok ochronnyeh oraz problemow
Zyusuwaniem !‘:i-CS].'?{.ﬂ'i'l'l'lQT}"ZC‘-‘-’ﬂ'I'IE'i "-'-"L'll'Et‘r'-."}' monoInery
z powierzchol wypelnied dentystveznych, prowadsone
53 obornie badania nad opracowaniem 1101\'].-'1:]1 materia-
idw charakteryzujacych sie zmniejszona wrazliwoscia
na ithibice tlenowes.

Padszun i in. [145] wykazali, Ze monomeram!
o mniejsze] wrazliwosc: na obecnosé tlenu, a zarazem

I".
B 0T B T OE N
R 0, .0
e 1
]
- [-} R_
- -“h"n
1= FR
.:Z}_ o
[N i ]

CHa= CH-CHe- 0=-C-C=(CH;

641

a wicksze] szevbkoscl polimeryracii, ktore mopa hyd sto-
sowane wostomatologii, s3 monomery zawicrajqee oyk-
liczne grupy weglanowe {wzdr XV}, gdzie: R; — atom
wodora lub erupa metvlowa; R: — atom wodoru lub
grupa o wzorze (XVI); L —ugrupowanie -0-, -5-, -505-,
-CO- lub lanicuch alkilenowy C;—Cya, zawierajacy pod-
stawnik alkilowy, hydroksvlowy, halogenowy, badz ter

19
£l . .
|' 5 (X
- h i
R e

grupa cyvkloheksylenowa zawierajgea do treech pod-
stavwnikow metylenowych.

Nuiprostszq metoda syntezy powyzszyeh monome-
raw jest reakoja grup OH wyjsciowego Bis-GMA 2 chlo-

CH-
- (X101
[B]31 ]

romriwezanem <-metvlo-1 3-dioksalan-2-onu, oirzyvma-
nym na drodee fosgenowania glicerolu [146].

Finger t in. [147] badali wielkesé efekiu inhibici tle-
nowe] uktadu Bis-OMA /metakrvlan 2-hydroksvetyvlu
(Bis-GMA/HEMA} — ukladu stosowanego do wypel-
nien dentystveznyveh — oraz wielkosé efektu inhibic
tlenowe] ukladu Bis-GMA/HEMA modyfikowanego
weglanami [mieszaniny diweglanu Bis-GMA (Bis-

-GMA-DCY/HEMA  lub Bis-CMA-DU/HEMA
(HEMA-CH.
0 pra— pram— '!'.Ii
- e e, - L ¥, P .r. - - =
T HI 7N ’\_|_‘{ A el P & e
0, 0 Gy O
0 ':..:'.H
o’y o &
.-';I?_ (J {:I--{E\
] N
(MM
Bis-Gsa-00r
0
0 o—

(I

HEMA-C

Jako wskainik wielkoscl inhibicji tlenowe] przyvieli
ond grubosd niespolimeryzowane], cavil nieusiecicwane,
warstwy, Grubosé niespolimeryzowane] warstwy po-
wierzchniowe! nkltadu Bis-GMA-DC/HEMA byla
Znacznic mnicjsza niz woprzyeadku Bis-GMA S HEMA,
Frawdopodobnie wvnika to 2 cbecnodcl w czasteczce
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monomeru cykliczanego weglanu, rola jaka pelni weglan
nic zostata jednak do kofca wyvjasniona, Badania kine-
tvezne wykazaly, fe dufa reakbywnosdd monomerdw
wiglanowych jest zwigzana z duza efektywnoscia etapu
propagacit [jednoczesnie mozliwie wolnym etapem ter-
minacii [148]. Inne monomery akrylanowe wykazuiace
duzg szybkoid polimeryzacyi to akrylany z grupami ben-
zvlokarbaminianewrym: [149]

lansen i in. 1150, 1311 stwierdsili, Ze prayezyng
swigksrone reakbrwnosc woprocesie polimeryzaci mo-
nomerow akrylanowych zawierajacyeh ugrupowama
weglanowe jest ich duZa polarnosd, Miare polarnodc
czasteczki stanowl joj moment dipolowy (D). Wyyznacza-
nie wartosci ) danego ukladu, np. w roztworze, gdzie
nie tylko ebecne sa struktury o naimniejsze; energii, ale
takze inne konformace stwarza pewne trudnoscl. Wy-
korzystano do lego celt srednie momenty dipolowe
Boltemanna wy weor:

P niw konformacyt e clepfent fwerzenin

Lonformme
na fhezwzelednal; R

Biesisteee istitiedin coasteczhy o kostformncft fw tetp T,

o naniiefszel etery T — temperitura abaolng

slala Bollzmanna; i — prawaopodo-

Wikazano, Ze istnieje swigrek pomigdey obliczonymi
rmomentami dipelowymi o wartosciach powvze] 3D a
maksymalng sevbkoscly polimeryvzaci, Wraz ze waros-
tem sredniego momentu dipolowege Bolbemanna, ma-
ksvmalna szybkosd polimervzacyi rosnic. Zalegnost ta
st slusena rownies w odnesienin de ukladow 2 nie-
wiclkim dodatkiem rozpuszezalnikow obojetnych. Wraz
ze zwickszaniem ilodel rozpuszezalnika o duzel polar-
nosct (weglanu propylenu, &= 3100 od T0—30 %, maksy-
malna szybrasl polimervzaci akryvlanu teterahydrofur-
furvlowegn rosta. Natomiast warost osel rozpuszczalni-
ka o mate] palarmodc bweglanu dimetvlu, I = 0091 po-
wadowal spadek maksymalne szybkoscl polimervzacii.

Praypusecza sig, Ze polarnosd danego srodowiska re-
akcyvinego wplywa na szybkodd polimerveaci, gdvz: (4]
fotoiniciatar w srodowisku bardzicj polarnym moZe wy-
kazywad wigksza reaktvwnodd, bowlem ze wzrostem
zawartoscl rod nikdw inigujaorch swicksza sie sevbhodd
polimeryzacii; (M) energia aktywacii clapu propagacji
moze byd redukowana w bardzie] polarnym Srodowis-
ku, co prayspisssa etap propagacs; (0 silne ,pulapho-
wanic” przez rozpuszezalniki o duzej polarnosc powo-
duje zwaolnienie terminacii i w rezultacie szyvbsza poli-
meryzadje.

WPEYW WIAZAN WODOROWYCH
NAINHIBICIE TLENDWA

Mz zmnicjszenic inhibic tlienowe] moze mied wplyw
tworzenie przez monomery wiazan wodorowych, Obec-

nosc wigzan wodorowych uzupelnia niejako wplyw po-
larnedei ukladu. Oznacza to, ze bardriej polarne mono-
mery zadolne do tworzenia wigzai wodorowych powin-

tym idzle mniejszq inhibicje tlenowa w pordwnaniu
z monemerami o takiej same] warloscl momentu dipolo-
wego, ale niczdolnymi do tworzenia wiazan wodoro-
wych [152—163]

Jansen iin. [151, 1o4] stwierdzili, Zze szvbkose polime-
ryzacii monomerdw zdolnveh do bworzenia wiazas wo-
dorowych (akrylan N-etyloundeevloamidul jest wicksza
od szvbkosdol polimervzacyi monomeréw niczdolnveh do
bwrorzenia wigzan wodorowych (akryvlan N-etylo-MN-me-
tylopentyloamidu). Wyjasnic to mozna w ten sposob, e
menomery lgczgc sic ze soba za pomocy wiazan wodo-
ronwyeh zachowujy sie jak zwiazki wielofunkeyjne, Takie
jawisko obserwuje sig, np. w odniesieniu do kwasn me-
takrylowego, ktérego stala szyvbkosc propagacii (&)
zhacenie werrasta, a stala szvbkoso terminaci L'i.:..‘. :‘na}u'ie
[165]. ' '

ownies Dias 1 in. [1aa] wykazali, 20 wraz zo weros-
tem odlegiosc! pomtedzy grups zdolng do bworzenia
wigzan wodorowych a reakbywna grupa akrvlanows
wodane! cxgstecroe maonomerd, 2dolnosd do beorzenia
wigzan wodorowych maleje 1 nie ohserwuje sie zwiek-
seenia szybkodcl polimeryzacil. Odleglosd, w przvpadku
klore] nie obserwuje sie wplywu wigzan wodorowyeh

Tabeala 2.
MO NG Er zdrﬂncgn do utworzenia wigrania wmluqugu
Talble I Dependence of the palymerizalion rate constant ([
an the straclure of the monomer forming hydeogen bunds

Laleinosd seybhodet polimeryzac)i (R0 ol struktury

Monomer
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I H 1
I.
Pyt P l\'-\.\__,f"\'\-\.‘_'_,.-"""'\-.f.j_.-"",‘ -___.-':' I -—2
|
o
| i
L |
T :\H_ A ..-4,____ SO a3
4
I 0
. | |
] Lw_ilmr T r_:”L\‘u:f'U 15
!J
11 s
|
HC b . . = a
i o e e e E 15
|
i)

i
!
-l
%,
!
&
e




POLIMERY 2003, 50, nr 9

643

na sevbkodé polimervzacil wynost szesd grup metyleno-
wych. Poza tym raobserwowali oni rownier ralednode
pomicdzy szvbkodcia polimervzaci a strukturg mono-
mery (wzajemnym utozeniem srupy akryvianowe] | wia-
zania amidowego, urctanowego lub mocenikoweso) ita-
bela 23

Monomery zdolne do tworzenia wiazal wodoro-
wych osiagag wigkszg seybkosc polimeryracyt miz typo-
we monomery akrylowe. W oich prayvpadku abserwuje
sie graniczna temperature, w ktdrej osiagaja maksymal-
na sevbkost polimerveact, Po przekroczeniu te: tempe-
rafury szvbkosd polimeryezaci maleje, co jost spowodo-
wane nietrwaloscig wigzan wodorowweh, Na preyklad
woadniesieniv de akrylanu N-etvloundecyvloamidu
wzrost wartoscl R, nastepowal do temp. 40 °C, a w o wyi-
sze; temperaturze szybkosd ta linlowo malala,

Otzymany przez Jansena i in, [151] uretanoakrylan
weplanu gliceryny [weor (XVID lqczy cechy monomeru
a duzvm momencie dipolowym 1 monomery zdolnege
do bworzenia wiazan wodorowyeh.

]
L]
[} s -
L | ¥ oLl
Lo NS PY o LJ - (XI3

Zwiazek ten niestety okaral sig clatem stabym w tem-
peraturze pokojowe], a wyznaczona szybkosd polimery-
zacii rowna 38 (mol - Y- 571w tomyp. 50 9C byta mniej-
sza od zalozonei — 44 {mal < 11 g7,

METODY OZENACZANIA WIELKOSC]
INHIBIC]T TLENOWE]

MNajprostsza metods oznacraniz wiclkodc inhibici
Hlencwe jest pomiar grubogel nie do konica spolimeryveo-
wane] warstwy. Mierzy sig prubos< prabki (g) po da-
nyim czasie nadwietlania, poczym probke umieszeza sig
wonaceynin z odpowiednim rozpuszezalnikiem 1 roz-
puszcza wierzchnia, nie do konca spolimeryvzowana
warstwe. Po wyjeciu prébki = nacevika jei grubosé (g)
oZnacEa sie ponownie. Z rodnicy (g1 - 2} ofrzymuje sie
prubosd warstwy niespolimervzowanc] lub nie do kodica
spalimeryzowanej [143],

Inng metoda oznaczania gruboes$ci niespolimervzo-
wane] probki jest pomiar wspdlczynnika zalamania
swiatla na granicy spolimeryvzowanej i niespolimeryzo-
wanej probki przy uzyein mikroskopu [145].

Wielkos¢ inhibicii tlenowej podcezas fotopolimeryza-
A moi#na lez opnaczad na podstawie badan kinetyki po-
imeryzaci metody izolermiczne] rdnicowe] kalaryme-
trii skaningowe] (DSC). Sposab postepowania jest naste-
pujgoy: w komaerze kalorymetru wmieszeza sie w otwar-
tych naczyiikach doktadnic odwazone prabki kompozy-
cji folesieciujacych po czym preex komore przepuszeza
slg gaz obojetny lub pomiary prowadzi sie w drodowis-
ku powietrza, aby zbadac wplyw tlenu na proces foto-

polimeryzac. Rejestruje sig zmiany strumienia cleplne-
goow trakeie przebiegu reakeji, ktére nastepnie przetwa-
rza sic kompulerowo uzvskujac kreywe zaleznoscr szvb-
koscl pelimervaacyi od czasu nadwictlania lub konwersii
ad crasu naswietlania. Dzicki toemu mofna okredlid
wplyw tlenu na proces fotopolimervzacii [13]

FODSUMOWANIE

Inhibicja tlenowa jest nickerzyvstnym ziawiskiem
wiystepuiaoym w oprocesie fotopolimeryzaci i stwarza
wicle praoblemadw w technologii reakbrwnyeh #ywic nie
nasyconych. Niepozadane reakcje z tlenem zachodzg
przede wszystkim na powierzchnl polimervzowanej
warstwy Zywicy, a zatem inhibicia tlenowa ndgrywa naj-
wigksza rolg w sieciowaniu powiok ochronnveh, np.
clenkich warstw lakicrniczyveh, Jest ona rdvwniez niepo-
zadanym gzjawiskiem w procesie utwardzania wypel-
nien dentystyveznych.

Inhibicia tenowa powoduje wystepowanie ckresu
indukcjii zmniejszenie szvbkosel polimeryzac) oraz nie-
catkowite przereagowanie wiaran podwojnvch, w re-
zultacie czego stopien ubwardzenia powicrrchni jesl nie-
dastateczny.

Inhibicje tlenowa climinuje sie glownie w wyniku
stosowania oston 2z gazu obojetnepo, powleok ochron-
nych araz barier z przezroczystych folil lub woskew pa-
rafinowych. Inng mozliwodels jest wykorzystanie zradel
swiatta o duzej intensyvwnodcl,

Skutecznym sposobem przeciwdzialania inhibic tle-
nwe] jest wprowadzenie do kompozveji polimerowej
amin alifatyeznych lub toli, a takze bworzenie kompo-
zyejt monomerdw zawierajacych w swej strukturze wig-
zania allilowe, weglanowe, uretanowe badz amidowe
Opracowanie lakich NOWYCh MOnomerow zawieraja-
cych wiazania polarne, a takze ugrupowania zdolne do
tworzenia wiazan wodorowych, jest na;hanlxiej obiecu-
jacym kierunkiem. Znajduja one zastosowanie jako ma-
terialy do wypetnien dentvstycenych niewrazliwyeh lub
wrazliwych wmniejszym stopniu na inhibitujqce driala-
nie tlem.

Praca finansowana ze drodkdw KBN fiko zaduwitie badaw-
cze zanmtiwdie 2T PB2-KBN-082/TO82002.
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